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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成20年2月28日(2008.2.28)

【公開番号】特開2005-215579(P2005-215579A)
【公開日】平成17年8月11日(2005.8.11)
【年通号数】公開・登録公報2005-031
【出願番号】特願2004-25083(P2004-25083)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｆ   7/20     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  13/18     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  13/24     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  17/08     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｆ   7/20    ５０１　
   Ｇ０２Ｂ  13/18    　　　　
   Ｇ０２Ｂ  13/24    　　　　
   Ｇ０２Ｂ  17/08    　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５１５Ｄ
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５１６Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成20年1月10日(2008.1.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１物体の像を第２物体上に形成する投影光学系において、
　前記第１物体からの光束に基づいて前記第１物体の中間像を形成するための反射屈折型
の第１結像光学系と、前記中間像からの光束に基づいて前記第１物体の最終像を前記第２
物体上に形成するための反射屈折型の第２結像光学系とを備え、
　前記第１結像光学系の物像間距離と前記第２結像光学系の物像間距離とがほぼ等しく、
前記第１結像光学系の光学構成と前記第２結像光学系の光学構成とが実質的に異なること
を特徴とする投影光学系。
【請求項２】
第１物体の像を第２物体上に形成する投影光学系において、
　前記第１物体からの光束に基づいて前記第１物体の中間像を形成するための反射屈折型
の第１結像光学系と、前記中間像からの光束に基づいて前記第１物体の最終像を前記第２
物体上に形成するための反射屈折型の第２結像光学系とを備え、
　前記第１結像光学系の光軸と前記第２結像光学系の光軸とがほぼ平行で、前記第１結像
光学系の光学構成と前記第２結像光学系の光学構成とが実質的に異なることを特徴とする
投影光学系。
【請求項３】
第１物体の像を第２物体上に形成する投影光学系において、
　前記第１物体からの光束に基づいて前記第１物体の中間像を形成するための反射屈折型
の第１結像光学系と、前記中間像からの光束に基づいて前記第１物体の最終像を前記第２
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物体上に形成するための反射屈折型の第２結像光学系とを備え、
　前記第１結像光学系と前記第２結像光学系との合成倍率がほぼ等倍で、前記第１結像光
学系の光学構成と前記第２結像光学系の光学構成とが実質的に異なることを特徴とする投
影光学系。
【請求項４】
前記第１結像光学系および前記第２結像光学系のうちの少なくとも一方は、非球面形状の
光学面を有することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の投影光学系。
【請求項５】
前記第１結像光学系および前記第２結像光学系の光学構成は、前記第１結像光学系および
前記第２結像光学系を構成する光学部材の枚数、前記第１結像光学系および前記第２結像
光学系を構成する光学部材の形状、および前記第１結像光学系および前記第２結像光学系
を構成する光学部材の位置のうちの少なくとも１つであることを特徴とする請求項１乃至
４のいずれか１項に記載の投影光学系。
【請求項６】
前記光学構成は、前記第１結像光学系および前記第２結像光学系を構成する光学部材の枚
数であり、
　前記第１結像光学系と前記第２結像光学系とは、互いに異なる枚数の光学部材で構成さ
れていることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の投影光学系。
【請求項７】
前記光学構成は、前記第１結像光学系および前記第２結像光学系を構成する光学部材の形
状であり、
　前記第１結像光学系と前記第２結像光学系とは、互いに異なる形状の複数の光学部材で
構成されていることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の投影光学系。
【請求項８】
前記光学構成は、前記第１結像光学系および前記第２結像光学系を構成する光学部材の位
置であり、
　前記第１結像光学系と前記第２結像光学系とは、各反射面に対して互いに異なる位置に
配置された複数の光学部材で構成されていることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか
１項に記載の投影光学系。
【請求項９】
前記第１結像光学系は、第１凹面反射鏡と、該第１凹面反射鏡が形成する往復光路中に配
置された第１屈折光学系とを有し、
　前記第２結像光学系は、第２凹面反射鏡と、該第２凹面反射鏡が形成する往復光路中に
配置された第２屈折光学系とを有することを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に
記載の投影光学系。
【請求項１０】
前記第１結像光学系は、前記第１物体からの光束を前記第１凹面反射鏡に向かって反射す
るための第１反射面と、前記第１凹面反射鏡で反射された光束を前記第２結像光学系に向
かって反射するための第２反射面とを有し、
　前記第２結像光学系は、前記第１結像光学系からの光束を前記第２凹面反射鏡に向かっ
て反射するための第３反射面と、前記第２凹面反射鏡で反射された光束を前記第２物体に
向かって反射するための第４反射面とを有することを特徴とする請求項９に記載の投影光
学系。
【請求項１１】
前記第１結像光学系は、前記第１反射面および前記第２反射面の双方が形成された第１反
射部材を有し、
　前記第２結像光学系は、前記第３反射面および前記第４反射面の双方が形成された第２
反射部材を有することを特徴とする請求項１０に記載の投影光学系。
【請求項１２】
前記第１物体としてのマスクを照明するための照明系と、請求項１乃至１１のいずれか１
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項に記載の１つまたは複数の投影光学系とを備え、前記１つまたは複数の投影光学系を介
して前記マスクのパターンを前記第２物体としての感光性基板へ露光することを特徴とす
る露光装置。
【請求項１３】
前記１つまたは複数の投影光学系に対して前記マスクおよび前記感光性基板を所定方向に
沿って相対移動させて、前記１つまたは複数の投影光学系を介して前記マスクのパターン
を前記感光性基板へ露光することを特徴とする請求項１２に記載の露光装置。
【請求項１４】
請求項１２または１３に記載の露光装置を用いて前記マスクのパターンを前記感光性基板
へ露光する露光工程と、
　前記露光工程を介して露光された前記感光性基板を現像する現像工程とを含むことを特
徴とするマイクロデバイスの製造方法。
【請求項１５】
前記第１物体としてのマスクを照明する照明工程と、
　請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の投影光学系を用いて、前記マスクのパターン
を前記第２物体としての感光性基板へ露光する露光工程とを含むことを特徴とする露光方
法。
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